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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成23年8月18日(2011.8.18)

【公開番号】特開2008-202099(P2008-202099A)
【公開日】平成20年9月4日(2008.9.4)
【年通号数】公開・登録公報2008-035
【出願番号】特願2007-40032(P2007-40032)
【国際特許分類】
   Ｃ２１Ｄ   9/32     (2006.01)
   Ｃ２１Ｄ   1/10     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ   6/10     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ   6/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２１Ｄ   9/32    　　　Ｂ
   Ｃ２１Ｄ   1/10    　　　Ｐ
   Ｈ０５Ｂ   6/10    ３３１　
   Ｈ０５Ｂ   6/06    ３９１　

【手続補正書】
【提出日】平成23年6月30日(2011.6.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項５】
　前記接触子を前記被加工物に接触させて前記距離センサにより熱膨張変位を検出し、該
熱膨張変位に応じて、前記誘導加熱コイル支持移動手段が、前記誘導加熱コイルを上記被
加工物から離隔する方向に移動するように構成されていることを特徴とする、請求項１に
記載の高周波熱処理装置。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　好ましくは、接触子を被加工物に接触させて距離センサにより熱膨張変位を検出し、検
出した熱膨張変位に応じて、上記誘導加熱コイル支持移動手段は、誘導加熱コイルを被加
工物から離隔する方向に移動するように構成されている。
　上記構成によれば、熱膨張変位測定手段により熱膨張変位を検出し、この熱膨張変位に
応じて、誘導加熱コイルを被加工物から離隔する方向に随時移動しながら高周波誘導加熱
を行うことができる。したがって、誘導加熱コイルと被加工物との接触を防止することが
できる。
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